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New claims: 

1. Apparatus for producing a marking (45) for example digits, 
letters, surface patterns, surface images or decoration, on a substrate 
(43), preferably a film, in particular a transfer film, comprising 

a replication apparatus (41) having a replication surface, and 

a device for producing radiation, preferably a laser installation (30), 
which co-operates with the replication apparatus (41), by the radiation 
being directed onto at least one irradiation region (44) of the replication 
apparatus for producing at least one shaping region, and 

a counterpressure apparatus (42), 

wherein a substrate (43) is arranged between the replication 
apparatus (41) and the counterpressure apparatus (42) in order to shape 
the shaping region onto the substrate (43) in a contact region between 
the replication apparatus (41) and the substrate (43), producing shaping 
structures, and 

wherein the feed of the radiation for producing the shaping regions 
extends outside the substrate (43), 
characterized in that 

the replication surface is structured with a surface relief which is in 
the form of a negative for shaping structures producing a particular optical 
effect and that the shaping structures are in the form of diffractively or 
holographically acting surface structurings or matt structures for diffusely 
or directedly scattering incident light. 

15. A process for producing a marking (45) on a substrate (43), 
preferably a film, in particular a transfer film, 

wherein energy in the form of radiation, preferably laser radiation, 
from a device producing radiation is used for producing at least one 
shaping region on a replication surface of a replication apparatus, and 

wherein the shaping region of the replication surface is shaped onto 
the substrate (43), forming shaping structures, 



1 



AMENDED PAGE 



by the replication apparatus (41) contacting the substrate (43) 
under pressure, and 

wherein the radiation for producing the shaping regions is fed 
outside the substrate (43) 

characterized in that 

the replication surface is structured with a surface relief which is in 
the form of a negative for shaping structures producing a particular optical 
effect and that the shaping structures are in the form of diffractively or 
holographically acting surface structurings or matt structures for diffusely 
or directedly scattering incident light. 
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Neue Patentansprtiche: 

1 . Vorrichtung zur Erzeugung einer Markierung (45), z.B. Ziffern, Buchstaben, 
Flachenmuster, Flachenbilder oder Dekor, auf einem Substrat (43), 
vorzugsweise einer Folie, insbesondere Transferfolie, 

mit einer Repliziervorrichtung (41), die eine Replizieroberflache aufweist, 
und 

mit einer eine Strahlung erzeugenden Einrichtung, vorzugsweise einer 
Laseraniage (30), die mit der Repliziervorrichtung (41) zusammenwirkt, 
indem die Strahlung zur Ausbildung von mindestens einem Abformbereich 
auf mindestens einen Bestrahlungsbereich (44) der Repliziervorrichtung 
gerichtet ist, und 

mit einer Gegendruckvorrichtung (42), 

wobei ein Substrat (43) zwischen Repliziervorrichtung (41) und 
Gegendruckvorrichtung (42) angeordnet ist, urn in einem Kontaktbereich 
zwischen der Repliziervorrichtung (41) und dem Substrat (43) den 
Abformbereich unter Ausbildung von Abformstrukturen auf das Substrat 
(43) abzuformen, 

und wobei die Zufuhrung der Strahlung zur Ausbildung der Abformbereiche 
au&erhalb des Substrats (43) verlauft, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Replizieroberflache mit einem Oberflachenrelief strukturiert ist, das 
als Negativ fur besondere optische Wirkung erzeugende Abformstrukturen 
ausgebildet ist, und dass die Abformstrukturen als diffraktiv oder 
holographisch wirkende Oberflachenstrukturierungen oder als einfallendes 
Licht diffus oder gerichtet streuende Mattstrukturen ausgebildet sind. 
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Jass die Repliziervorrichtung (41) eine zur Replizieroberflache parallele 

konzentrische innenseitige Flache (60) aufweist und die Strahlung 
auf die innenseitige Flache (60) gerichtet ist, so dass die Strahlung auf die 
innenseitige Flache (60) trifft. 
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14. Vorrichtung nach Ansprucf 

dadurch gekennzeiclhjet, 

dass zwischen der innenseitigen Flache^60)und der Replizieroberflache eine 
Metallfolie, insbesondere eine Folie aus Nickel oder einer Nickelverbindung, 
und/oder eine Absorptionsschicht und/oder einewajrneleitende Schicht 
und/oder eine transparente Schicht, insbesondere eine^RJatte Oder ein 
Zylinder, die fur die Wellenlange der Strahlung transparentsind^angeordnet 
ist bzw. sind. 



1 5. Verfahren zur Erzeugung einer Markierung (45) auf einem Substrat (43), 
vorzugsweise einer Folie. insbesondere Transferfolie, 
wobei Energie in Form von Strahlung, vorzugsweise Laserstrahlung, von 
einer eine Strahlung erzeugenden Einrichtung zur Ausbildung von 
mindestens einem Abformbereich auf einer Replizieroberflache einer 
Repliziervorrichtung verwendet wird, 

wobei der Abformbereich der Replizieroberflache unter Ausbildung von 

Abformstrukturen auf das Substrat (43) abgeformt wird, 

indem die Repliziervorrichtung (41) das Substrat (43) unter Druck kontaktiert, 

und wobei die Strahlung zur Ausbildung der Abformbereiche auEerhalb des 

Substrats (43) zugefuhrt wird, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Replizieroberflache mit einem Oberflachenrelief strukturiert ist, das 
als Negativ fur besondere optische Wirkung erzeugende Abformstrukturen 
ausgebildet ist, und dass die Abformstrukturen als diffraktiv oder 
holographisch wirkende Oberflachenstrukturierungen oder als einfallendes 
Licht diffus oder gerichtet streuende Mattstrukturen ausgebildet sind. 



16. Verfahren nach Anspruch 15, 



-d-e-d-rrr c n g e K e nnzeichnet, 



